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Sposób odparowania cieczy i wyparka z wymuszonym
obiegiem cieczy

Przedmiotem wynalazku jest sposób odparowa¬
nia cieczy z zastosowaniem cyrkulacji i wyparka
z wymuszonym obiegiem cieczy. Urządzenie to
przeznaczone jest do zatężania cieczy w wymaga¬
nych ze względów technologicznych warunkach od¬
parowania powierzchniowego nie dopuszczających
do stanu wrzenia cieczy w wyparce.

Powierzchnie znane są dwie zasadnicze metody
odparowania cieczy; odparowanie powierzchniowe
może być realizowane następującymi sposobami:
odparowanie ze swobodnego lub lekko wzburzone¬
go wymuszoną cyrkulacją lustra cieczy
odparowanie z powierzchni tryskających fontann

cieczy,
odparowanie z powierzchni kropel rozpylonej cie¬

czy lub z powierzchni swobodnie opadających
kropel,

odparowanie z powierzchni cieczy spływającej po
wypełnieniu.

Z literatury znanych jest szereg urządzeń do od¬
parowania powierzchniowego, poza tym do zatę¬
żania cieczy na drodze odparowania powierzchnio¬
wego mogą służyć również wyparki przeznaczone
do odparowania w stanie wrzenia. Spośród tych
urządzeń, do najbliższych przedmiotowi zgłoszenia
należy zaliczyć: wyparki panwiowe, przedstawione
w książce Ranta pt. „Odparowanie w teorii i prak¬
tyce"; WNT W-wa 1,965 r. Rys. II-3, wyparki z
wewnętrzną wymuszoną cyrkulacją zatężonej cie-
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czy opisane przez Kubasiewicza w książce pt. „Wy¬
parki, konstrukcja i obliczenia"; WNT, W-wa 1977.,
rys. IV-19, IV-12, chłodnie fontannowe wody gorą¬
cej.

Urządzenia pierwszej grupy składają się wyłącz¬
nie z płaskiej poziomej komory odparowania wy¬
pełnionej na dnie zatężoną cieczą i podgrzewanej
od spodu przez ściankę, czynnikiem grzejnym.
Urządzenia drugiej grupy posiadają jedną wytwo¬
rzoną centralnie i zamocowaną od góry cyrkula-
cyjną pompę śmigłową oraz jeden rurkowy wy¬
miennik ciepła usytuowany pionowo wewnątrz wy¬
parki z tym, że cyrkulacja zatężonej cieczy przez
wymiennik może się odbywać w obu wariantach;
albo pompa cykrulacyjna przetłacza ciecz w dół
przez rurki wymiennika ciepła a następnie pod¬
grzewana ciecz przez cylindryczny kanał między
wymiennikiem ciepła a korpusem wyparki jest kie¬
rowana do góry pod lustro cieczy w komorze od¬
parowania, lub też wymiennik ciepła posiada cen¬
tralnie usytuowaną rurę cyrkulacyjną, przez którą
roztwór jest za pomocą pompy śmigłowej przetła¬
czany w dół a następnie przepływa on do góry
przez rurki wymiennika ciepła skąd po podgrza¬
niu kierowany jest pod lustro cieczy w komorze
odparowania. W urządzeniach trzeciej grupy, prze¬
znaczonych tylko do ochładzania cieczy gorącej,
gorąca ciecz tłoczona przez odśrodkową pompę wi¬
rową, wtryskiwana jest przez dysze do basenu
fontany.
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Wadą podanych sposobów i rozwiązań w stosun¬
ku do powierzchniowego odparowania cieczy jest:
zbyt mała intensywność odparowania w warunkach
odparowania powierzchniowego, zarówno w wypar¬
ce panwiowej jak też w wyparce z wymuszoną
wewnętrzną cyrkulacją cieczy,
zbyt silny rozbryzg cieczy w chłodniach fontanno¬
wych, niekorzystny zarówno ze względów techno¬
logicznych jak też powodujący zbyt silne bryzga¬
nie, na ścianki wyparki i w następstwie ich inten¬
sywne zarastanie fazą stałą powyżej lustra cieczy.

Celem wynalazku jest osiągnięcie znacznie wyż¬
szej intensywności odparowania powierzchniowego
cieczy w wyparce, unikając przy tym silnego roz¬
bryzgu cieczy w komorze odparowania.

Sposób według wynalazku polega na odparowa¬
niu cieczy w wyparce z wymuszonym obiegiem cie¬
czy, utrzymując w wyparce warunki odparowania
powierzchniowego i nie dopuszczając do stanu
wrzenia cieczy w wyparce a ciecz w komorze od¬
parowania prowadzi się w górę ponad lustro cieczy
w wyparce i wytwarza się co najmniej trzy rucho¬
me parasole cieczy. Wyparka z wymuszonym obie¬
giem, charakteryzuje się tym, że posiada dwustop¬
niowy układ pompowy, przy*czym pierwsza pompa
śmigłowa umieszczona w centralnej opadowej ru¬
rze cyrkulacyjnej przetłacza zatężoną ciecz z ko¬
mory odparowania przez rurki wymiennika ciepła
do komory rozdzielczej skąd podgrzewana ciecz
promieniowymi kanałami jest kierowana pod króćce
ssące pomp drugiego stopnia wytwarzających pa¬
rasole cieczy z tym, że dyfozory wylotowe pomp
wytwarzających parasole cieczy są wysunięte po¬
nad lustro cieczy i zakończone skierowanymi w
górę kołnierzami stożkowymi

Rozwiązanie według wynalazku umożliwia zwięk¬
szenie jednostkowego powierzchniowego odparowa¬
nia cieczy w wyparce o około 30—50%- w stosunku
do odparowania z powierzchni swobodnego lustra
cieczy.

Wyparka według wynalazku przedstawiona jest
na rysunku w przykładzie wykonania Wyparka
według wynalazku składa się z komory odparowa¬
nia 1, w której usytuowane są symetrycznie trzy
pompy śmigłowe 2, przeznaczone do wytwarzania
parasoli cieczy. Dyfozory wylotowe 3 tych pomp
są zakończone skierowanymi ku górze stożkowymi
kołnierzami służącymi do ukształtowania parasoli
cieczy. Środek dna komory odparowania jest po-

10

20

25

35

45

łączony z centralną rurą opadową 4, wewnątrz któ¬
rej od góry jest usytuowany wirnik cyrkulacyjnej
pompy śmigłowej 5. Centralna rura opadowa 4
przenika przez środek komory rozdzielczej 6 a na¬
stępnie przez środek wymiennika ciepła 7. Tłoczo¬
na przez pompę cykrulacyjną 5 ciecz po przepły¬
nięciu przez rurę opadową 4 jest kierowana do
rurek wymiennika ciepła 7. Po przepłynięciu przez^
rurki podgrzana ciecz wpływa do komory rozdziel¬
czej 6 skąd trzema promieniowymi kanałami 8 jest
kierowana pod króćce wlotowe pomp śmigłowych 2.
Doprowadzone dodatkowo do wyparki gorące po¬
wietrze jest podane do komory zatężania 1, króć¬
cem dolotowym 9. Ciecz do procesu zatężania jest
doprowadzana do wyparki króćcem dolotowym 10.
Natomiast króciec 11 jest przeznaczony do odpro¬
wadzenia na zewnątrz powietrza oraz odparowanej
w wyparce pary wodnej. Zatężanie jest procesem
szarżowym.

W początkowej fazie, zatężanie przebiega ze stałą
szybkością odparowania przy niezmiennej objętości
cieczy w wyparce. Dopiero po odparowaniu w ten
sposób całej ilości cieczy przewidzianej do zatęża¬
nia w jednej szarży, dalsze odparowanie przebiega
aż do momentu osiągnięcia pożądanej gęstości koń¬
cowej produktu.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób odparowania cieczy w wyparce z wy¬
muszonym obiegiem utrzymujący w wyparce wa¬
runki odparowania powierzchniowego nie dopusz¬
czając do stanu wrzenia cieczy w wyparce, zna¬
mienny tym, że w komorze odparowania ciecz pro¬
wadzi się w górę ponad lustro cieczy w wyparce
i wytwarza się co najmniej trzy ruchome parasole
cieczy.

2. Wyparka z wymuszonym obiegiem cieczy, zna¬
mienna tym, że posiada dwustopniowy układ pom¬
powy, przy czym pierwsza pompa śmigłowa (5)
umieszczona w centralnej opadowej rurze cyrkula¬
cyjnej (4) przetłacza zatężoną ciecz z komory od¬
parowania (1) przez rurki wymiennika ciepła (7),
do komory rozdzielczej (6) skąd podgrzana ciecz
promieniowymi kanałami (8) jest kierowana pod
króćce ssące pomp drugiego stopnia (2) wytwarza¬
jących parasole cieczy z tym, że dyfuzory wyloto¬
we (3) pomp wytwarzających parasole cieczy są
wysunięte ponad lustro cieczy i zakończone skiero¬
wanymi w górę kołnierzami stożkowymi.
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